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BFA-BFA-Te.22H.004 / Moduldurchfihrung
Technologie

Departement Fine Arts

Nadia Graf, Denise Schwab

maximal 12

3 Credits

Unterrichtssprache: Deutsch

BA Fine Arts Studierende
Offen fur Austausch-Studierende

- Erlernen der Grundlagen des Siebdruckes, um danach selbsténdig siebdrucken zu
kénnen.

- Ein kleines kunstlerisches Siebdruckprojekt fertigstellen.

- Nach dem Besuch dieses Seminars kann selbstandig in der Siebdruckwerkstatt
gearbeitet werden.

Siebdruck ist ein einfaches manuelles Druckverfahren. Mit Siebdruck kénnen
Leucht-, Nachtleucht-, Reflektions-, Effektfarben oder Leime auf unterschiedlichste
Materialien gedruckt werden. Wir werden uns vorwiegend mit Papier beschéftigen,
aber auch Tragermaterialien wie beispielsweise Textilien sind mdglich.

Alle nétigen Einfihrungen und ein Z-Tech sind im Modul integriert. Einfiihrung unter
anderem in: Sieb vorbereiten (beschichten, belichten, entschichten), Motive
aufbereiten, verschiedene Farbsysteme.

This module provides an introduction to silkscreen printing.

Nadia Graf (*1972) studied art education and computer art in Zurich and New
York. For 10 years, she was head of the BFA. Her artistic work has evolved from
photography to moving images and further to interactive installations. Coincidence,
remembering, and forgetting in a digital society are topics she has repeatedly dealt
with. In the meantime, analogue techniques have moved back into her focus:
ceramics, screen-printing and fanzine culture are subjects she teaches in her
seminars.

Wird wahrend des Kurses ausgehandigt.

Regelmassige, aktive Teilnahme. 80% Anwesenheitspflicht
Z-Tech: 100% Anwesenheitspflicht

jeweils: 09:15 - 17:00 Uhr

KW 44: 31. Oktober / 01. November (Z-Tech)
KW 44: 02./03./04. November

bestanden / nicht bestanden
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